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研 究 課 題 摺動用樹脂材料の潤滑機構の解明および潤滑用グリースの増ちょう剤挙動の解明 

研究目的 

(IRES²・VBLの研究テーマとの関連，および施設・設備使用目的を明らかに) 

テフロンの商標で知られるPTFEは優れた摺動材料として広く用いられてきたが，昨今，PFAS規制の動

向の中で，その取り扱いに大きく制限が掛かる可能性が出てきた．これに対応すべく，摺動用途の

PTFE代替樹脂材料の検討が行われている．現在，申請者らはポリエチレンブレンド材およびシリコン

変性ポリエチレンに着目し，PTFE代替材料としての可能性を模索している．このためには各種材料の

潤滑機構を解明する必要がある． 

一方，樹脂のみでは十分な摺動特性が得られない場合に，グリースを併用することがある．そのよう

なアプリケーションの一つとして自動車用ボールジョイントが挙げられる．この部品は金属と樹脂と

をグリースで潤滑して滑らせる構造をしている．グリースは増ちょう剤と呼ばれる固体成分と液体で

ある油との混合物であり，摩擦時に増ちょう剤がグリース内でどのように振る舞うかが，潤滑特性に

大きく影響を及ぼす．本研究のもう一つの目的は，このグリースの挙動をその場観察により明らかに

することにある． 

研究計画及び 

方法 

（過去の経過，研究準備状況等） 

ポリエチレンブレンド材およびシリコン変性ポリエチレンの摺動特性を把握し，その他各種プラスチ

ック材料との比較を進めてきた．今後は，摩擦痕のラマン分光分析などによって，摺動機構の解明が

待たれる状況にある．また，グリースの研究において，グリースに蛍光剤を添加して増ちょう剤を染

色し，正立型共焦点レーザー顕微鏡を用いてグリース中の増ちょう剤を観察している．今後はマクロ

観察によるその場観察で得られた結果との関係性を明確にすることが期待される． 

（今後の研究計画及び方法，利用希望設備など，IRES²教員と打合せている場合はその状況） 

ポリエチレンブレンド材およびシリコン変性ポリエチレンの摩擦痕についてラマン分光装置を用いた

分析観察を進め，ブレンド材中のマクロ構造の変化およびシリコン変性ポリエチレンの摺動面での化

学変化を明らかにする．グリースについては，正立型共焦点レーザー顕微鏡を用い，せん断時のグリ

ース中の増ちょう剤の挙動をその場観察する．また，研究室所有の往復動摩擦試験機により摩擦特性

を把握し，前述のその場観察結果から，摺動特性への影響を考察する． 

IRES ²内で研究プ

ロジェクトを行う理

由 

IRES2に設置されている，ラマン分光装置および共焦点レーザー顕微鏡を用いて研究を実施する． 

ポリエチレンブレンド材の研究に関しては，ラマン分光法により結晶化度の違いを分布像として画像

化することを目的とし，先ずは，偏光顕微鏡で観察される分布との相関を調べる必要があり，ラマン

分光装置は高頻度で使用したいと考えている． 

グリースの研究について，摩擦試験は研究室に設置してある往復動摩擦試験機を用いて行うことがで

きるが，この装置では摩擦面を可視化することができないため，その場観察を実施することができな

い．共焦点レーザー顕微鏡内で，ガラスと樹脂との接触界面を観察することができることから，グリ

ース中の増ちょう剤の様相を把握することができる． 

以上のように，IRES2に設置されている装置を駆使しないと得られない情報が多くあるため，IRES2に

おいて研究活動を実施したい． 

研 
 

究 
 

組 
 

織 

研 究 者 氏 名 所 属 ・ 職 名 役  割  分  担 

（研究代表者は氏名の後ろに◎を付す） 

竹市 嘉紀◎ 

後藤 匠 

中堀 優希 

本間 凌央，荒木 渡羽，山下 仁大 

 

機械工学系 准教授 

機械工学専攻 M2 

機械工学専攻 M2 

機械工学専攻 M1 

 

研究のとりまとめ，機構解析 

摩擦試験・分析観察 

摩擦試験・分析観察 

摩擦試験・分析観察 

 

研究期間：       ２０２５年４月  ～  ２０２８年３月 （原則として３年間） 

 

（研究期間の始期は，研究を開始した年を記入する。終期は原則として，開始した年から３年後を記入する。） 
※ARIM登録設備を利用される場合は、別途半導体基盤プラットフォーム推進室へ事前に相談願います。 

（連絡先）内線：7132，E-mail：arim-support@eiiris.tut.ac.jp 

 


